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1．緒言 

シリコーンは，耐熱性や耐寒性，耐薬品性，光学的透明性など，様々な優れた性質を有する高分子材料である．

このため，シリコーンの応用範囲は多岐にわたる．もしこの材料表面に，超撥水性も発現させることができれば，そ

の応用範囲はさらに広がるものと考えられる．これまでわれわれは，波長 193 nmの ArFエキシマレーザーの光化

学反応を基に 1)，シリコーンの主鎖構造（Si-O結合）の光開裂に伴う低分子量化により，シリコーンゴム表面上に周

期的な微細隆起構造が形成可能であること, その結果超撥水性が発現できることを報告してきた 2)．今回の発表

では，周期的な微細隆起構造形成の際に，レーザーの照射条件が与える影響について検討したので報告する． 

 

2. 実験方法 

直径 2.5 µmのシリカガラス製微小球をエタノール中に分散した溶液を，厚さ 2 mmのシリコーンゴム表面に滴下

し，その後自然乾燥をすると，微小球が単層で整列した．その試料上方より，ArFエキシマレーザーを，フルエンス

10 mJ/cm2，パルス繰り返し周波数 1～20 Hz，ショット数 1800 ショットで照射した．その後，試料をエタノール中で

の超音波洗浄し微小球を除去した． 

 

3．実験結果および検討  

Fig. 1 は，ショット数を 1800ショット一定として，パルス繰り返し周波

数を変化させた場合の，試料表面のSEM写真を示している．Fig. 1(a)

は，パルス繰り返し周波数 1 Hz，照射時間 30 min のときの結果であ

り，試料表面には約 2.5 µm の間隔で、高さ約 1.3 µm の周期的な微

細隆起構造が明確に形成された．一方 Fig. 1(b)は，パルス繰り返し周

波数 20 Hz，照射時間 90 sの場合であり，隆起構造の形成が著しく抑

制されることが判明した．微小球を除去する前の試料の SEM 観察を

行っても，同様の結果が得られたことから，微小球除去の際に隆起構

造が変化したものではないことを明らかにした．  
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Fig. 1 SEM image of the silicone rubber 

surface after 1800 pulse of ArF excimer 

laser irradiation and removal of 

microspheres: (a) 1 Hz and (b) 20 Hz. 
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